Zatacznik nr 3 do SWz
Numer postepowania: BZP.2710.66.2023.AP

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem Zamoéwienia jest skaningowy mikroskop elektronowy SEM z kolumna jonowa
Focused Ion Beam FIB. Zamawiajacy wymaga, by przedmiot zamdwienia byt fabrycznie nowy i
spetniat wszystkie obowigzujace normy prawne bezpieczenstwa przepiséw polskich i Unii
Europejskiej, z wszystkimi atestami oraz oznakowaniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Lp. WYPELNIA WYKONAWCA
poprzez
odpowiednie wskazanie TAK lub
NIE, a w miejscu
wykropkowanym okresla w sposéb
jednoznaczny oferowane
parametry urzadzenia

PARAMETRY WYMAGANE
przez Zamawiajacego

Witasciwa odpowiedz np. dla
odpowiedzi TAK powinna zostac
zaznaczona w nastepujacy sposob:
TAK/NIE

1. Minimalne parametry techniczne
mikroskopu SEM:

1.1. | - Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dziato TAK/NIE
elektronowe z termiczng emisjg polowg
(emiter Schottky’ego).

1.2 - Mikroskop musi posiada¢ automatyczng TAK/NIE
funkcje justowania kolumny elektronowej.
1.3 |- System musi umozliwia¢ prowadzenie TAK/NIE
obserwacji prébek przynajmniej: litych,
proszkowych, przewodzacych,
nieprzewodzacych,  magnetycznych w
petnym zakresie powiekszen.

1.4 | - Mikroskop SEM musi posiada¢ mozliwos¢ TAK/NIE
pracy w trybie zmiennej prozni, w zakresie
nie wezszym niz 10 - 60 Pa.

1.5 - Urzadzenie musi umozliwia¢ regulacje TAK/NIE
napiecia przyspieszajagcego w zakresie
przynajmniej 200 V - 30 000 V.

1.6 - Zakres regulacji pradu wigzki TAK/NIE
elektronowej w zakresie nie wezszym niz
5 pA do 20 nA.

1.7 | - Rozdzielczo$¢ mikroskopu nie moze by¢ TAK/NIE
gorsza niz:

e 0,7 nm przy 30 kV (keV), (STEM),

0,9 nm przy 15 kV (keV),

1,7 nm przy 1 kV (keV),

2,5 nm przy 0,2 kV (keV),

1,2 nm przy 15 kV (keV) przy

nominalnej odlegtosci  roboczej

mikroskopu,

e 24 nm przy 1 kV (keV) przy
nominalnej odlegtosci  roboczej
mikroskopu.




Minimalne wymagania techniczne
uktadu detekciji:

2.1.

- Mikroskop musi by¢é wyposazony w
detektor elektronéw wtornych (SE).

TAK/NIE

2.2

- Urzadzenie musi zawiera¢ w zestawie
detektor elektronéw wstecznie
rozproszonych (BSE), przynajmniej
pieciopolowy, pneumatycznie wsuwany.

TAK/NIE

2.3

- System musi by¢ wyposazony w detektor
wewnatrzkolumnowy przeznaczony do
detekcji  elektronow  wtornych  (SE).
Detektor musi by¢ umieszczony w osi
wigzki pierwotnej.

TAK/NIE

2.4

- Mikroskop musi posiada¢ detektor
wewnatrzkolumnowy elektrondéw wstecznie
rozproszonych.  Detektor musi  by¢
umieszczony w osi wigzki pierwotnej.

TAK/NIE

2.5

- Urzadzenie musi zawiera¢ detektor
elektronéw wtérnych (SE) montowany w
komorze mikroskopu, przeznaczony do
pracy w trybie zmiennej (niskiej) prézni.

TAK/NIE

2.6

- Mikroskop musi by¢ wyposazony w
spektrometr z dyspersja energii (EDS)
umozliwiajacy detekcje pierwiastkéow o
liczbie atomowej w zakresie co najmniej od
4 do 98, z rozdzielczoscig nie gorszg niz
129 eV dla MnK, o powierzchni chipa
minimum 60 mm2, z chtodzeniem za
pomocg uktadu Peltiera. Detektor musi by¢
automatycznie wsuwany i wysuwany i musi
umozliwiaé automatyczng akwizycje
nanotomografii EDS.

TAK/NIE

2.7

- System musi posiada¢ detektor
katodoluminescencyjny, montowany na
komorze mikroskopu, nie wymagajacy
elementéow  posrednich, umozliwiajacy
jednoczesng prace z pozostatymi
detektorami lub wsuwany na ramieniu, ale
bez ograniczenia funkcjonalnosci
obrazowania elektronami SE i BSE,
pracujagcy w trybie RGB, w zakresie
spektralnym nie wezszym niz 350 - 900
nm.

TAK/NIE

2.8

- Mikroskop musi by¢é wyposazony w
detektor elektronéw transmisyjnych
umozliwiajacy prace w trybach
przynajmniej jasnego i ciemnego pola.

TAK/NIE

2.9

- Urzadzenie musi posiadac¢ przynajmniej
dwie kamery CCD do podgladu wnetrza
komory  mikroskopu wyposazone w
o$wietlacze (przynajmniej Swiatlo biate i
podczerwien).

podac liczbe kamer:

Minimalne wymagania techniczne
komory i stolika:

3.1.

- Wymagane wymiary komory mikroskopu:

e Szeroko$¢: nie mniejsza niz 330
mm,

e Wysokos$é: nie mniejsza niz 270
mm.

Podac¢ szerokosé: ..............
Podac¢ wysokosc: ...........




3.2

- System musi posiada¢é minimum 18
portéw sprzezonych w komorze
mikroskopu.

Podac liczbe portow:

3.3

- Mikroskop musi posiada¢ w zestawie
minimum 5-cio osiowy stolik preparatowy,
, 0 zakresie ruchéw nie mniejszym niz: w
osi X = 100 mm, w osi Y - 100 mm, w osi
Z - 50 mm, z pochytem przynajmniej w
zakresie od -4° do +70° i obrotem nie
mniejszym niz 360°. Wymaga sie
rozwigzania zapewniajacego, aby po
zmianie wysokosci stolika (osi Z stolika)
przy pochylonej prébce pole widzenia
zostato zachowane.

TAK/NIE

3.4

- Nos$nos$¢ stolika przy zachowaniu
wszystkich stopni swobody: nie mniej niz
0,5 kg.

Podac nosnosc:

3.5

- Mikroskop musi posiada¢ w zestawie
uchwyt na minimum 9 prébek, w tym
probek (siatek) transmisyjnych do badan
STEM.

Minimalne wymagania kolumny
jonowej Focused Ion Beam FIB:

4.1.

- Kolumna musi by¢ wyposazona w galowe
zrédto jonow.

TAK/NIE

4.2

- Rozdzielczo$¢ dla kolumny jonowej nie
moze by¢ gorsza niz 3 nm przy 30 kV.

TAK/NIE

4.3

- Zakres pradéw wigzki jonowej nie wezszy
niz 1,5 pA do 65 nA.

TAK/NIE

4.4

- Zakres regulacji napiecia
przyspieszajgcego minimum: od nie wiecej
niz 500 V do nie mniej niz 30 kV.

TAK/NIE

4.5

- Kolumna musi zawierac elektrostatyczng
przestone (eng. Beamblanker).

TAK/NIE

4.6

- Maksymalne pole widzenia w zakresie nie
mniejszym niz 580 ym x 580 pm.

TAK/NIE

Minimalne wymagania techniczne
systemu podawania gazéw roboczych:

5.1

- Mikroskop musi by¢ wyposazony w ukfad
do podawania gazéw roboczych.

TAK/NIE

5.2

- Temperatura podgrzewania prekursora w
przedziale nie wezszym niz 30 - 60 °C.

TAK/NIE

5.3

- System musi zosta¢ dostarczony
przynajmniej z prekursorami platyny (Pt).

TAK/NIE

5.4

- Sterowanie uktadem dostarczania gazéw
musi by¢ realizowane z poziomu
oprogramowania.

TAK/NIE

Minimalne wymagania techniczne
mikromanipulatora:

6.1

- Mikromanipulator musi umozliwiaé
preparatyke prébek TEM - przenoszenie
cienkich folii na dedykowane uchwyty.

TAK/NIE

6.2

- Mikromanipulator musi by¢ zintegrowany
z mikroskopem. Ruch mikromanipulatora
musi by¢ sterowany z poziomu gtéwnego
oprogramowania mikroskopu.

TAK/NIE

Minimalne wymagania techniczne
oprogramowania mikroskopu:




7.1.

- Oprogramowanie musi zapewni¢ kontrole
nad kolumng elektronowg (SEM) i jonowq
(FIB) mikroskopu.

TAK/NIE

7.2

- Mozliwosé wybrania predkosci
skanowania w zakresie nie wezszym niz od
25ns/piksel do 1,64ms/piksel.

TAK/NIE

7.3

- Mikroskop musi posiada¢ mozliwosé pracy
w trzech trybach:
o Wigzka SEM
wytaczona,
e Wigzka SEM
wilaczona,
e Wigzka SEM
wigczona.

wiaczona, FIB
wytaczona, FIB

wlgczona, FIB

TAK/NIE

7.4

- Oprogramowanie musi umozliwiac
skanowanie w przynajmniej nastepujacych
trybach: zredukowanego pola, liniowym,
obrotu skanowania, korekcji pochylenia
probki.

TAK/NIE

7.5

- Redukcja szumoéw musi by¢ mozliwa
poprzez przynajmniej sumowanie ramek i
linii.

TAK/NIE

7.6

umozliwia¢
czterech

- Oprogramowanie  musi
jednoczesne wyswietlanie
sygnatéw.

TAK/NIE

7.7

- Oprogramowanie musi umozliwiaé
wykonywanie pomiarédw na uzyskanym
obrazie przynajmniej: liniowych, katowych,
okreslania $rednicy/promienia.

TAK/NIE

7.8

- Oprogramowanie musi mie¢ mozliwosé
wykonania nanotomografii struktury i
skiadu technikg EDS badanego materiatu z
kontrolg grubosci usuwanej warstwy.
Oprogramowanie musi pozwala¢é na
rekonstrukcje, segmentacje i wizualizacje
3D.

TAK/NIE

7.9

- Mozliwos¢ akwizycji obrazow w
rozdzielczosci przynajmniej 32 x 24 tys.
pikseli w 16 bitowej skali szarosci, poprzez
skanowanie  pojedynczej ramki Ilub
automatyczne obrazowanie mozaikowe
(taczenie wielu obrazow).

TAK/NIE

7.10

- Urzadzenie musi by¢ wyposazone w tzw.
Plasmacleaner

TAK/NIE

Parametry techniczne (PT) dodatkowo
punktowane w kryterium oceny ofert
(zgodnie =z rozdziatem XIV. Opis
kryteriow oceny ofert w SWZ)

8.1

Parametr Techniczny 1 (PT1) -
Dodatkowa mozliwosc¢ regulacji napiecia
przyspieszajacego lub energii wigzki w
mikroskopie:

a) od 20 V (eV) do 30 kV (keV)

b) od 30 V (eV)

Podac¢ wartos¢ zakresu:

8.2

Parametr Techniczny 2 (PT2) -
Maksymalny prad wigzki jonowej:
a) minimum 100 nA

b) ponizej 100 nA

Poda¢ wartos¢ liczbowg
maksymalnego pradu wigzki
jonowej:

8.3

Parametr Techniczny 3 (PT3)




- Mozliwos¢ filtracji elektrondw wstecznie TAK/NIE
rozproszonych ze wzgledu na energie na
detektorze wewnagtrzkolumnowym
- Brak mozliwosci filtracji elektronow
wstecznie rozproszonych ze wzgledu na
energie na detektorze
wewnatrzkolumnowym
8.4 | Parametr Techniczny 4 (PT4) - Poda¢ wartos¢ maksymalnego
Maksymalne cisnienie niskiej prézni: cisnienia niskiej prozni
a) minimum 250 Pa | e
b) ponizej 250 Pa
8.5 Parametr Techniczny 5 (PT5) - Poda¢ warto$¢ maksymalnego
Maksymalny prad wigzki elektronowej: pradu
a) minimum 400 NA e
b) ponizej 400 nA
8.6 | Parametr Techniczny 6 (PT6) - Podac¢ wartos¢ rozdzielczosci
Rozdzielczo$¢ mikroskopu przy energii
wigzki elektrondw 1 keV: | s
a) nie gorsza niz 1.2 nm
b) gorsza niz 1.2 nm
8.7 Parametr Techniczny 7 (PT7) - Podac liczbe sektoréw detektora
Detektor STEM z podziatem na: STEM
a) minimum 10 niezaleznie odczytywanych |
sektorow
b) mniej niz 10 niezaleznie odczytywanych
sektoréw
8.8 | Parametr Techniczny 8 (PT8) - Liczba Podac liczbe takich detektoréw:
detektoréw wewnatrz kolumnowych: | s
a) nie mniej niz 3
b) mniej niz 3

Dokument musi by¢ opatrzony przez osobe

lub osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcy wspolnie ubiegajacego sie o zamoéwienie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z oferta.



